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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月11日(2014.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に、誘電性材料と、低表面張力添加剤とを含む誘電性組成物を堆積させること
と；
　前記誘電性組成物を加熱し、前記基板の上に誘電層を作成することとを含み、
　前記低表面張力添加剤は、ポリアクリレートで改質されたヒドロキシル官能化ポリシロ
キサンであることを特徴とする電子機器を製造するプロセス。
【請求項２】
　前記誘電性組成物は架橋剤を更に含むことを特徴とする請求項１記載の電子機器を製造
するプロセス。
【請求項３】
　前記誘電性材料は、低ｋ誘電性材料と、高ｋ誘電性材料とを含み、前記低ｋ誘電性材料
は、ポリ（メチルシルセスキオキサン）であり、前記高ｋ誘電性材料は、ポリ（ビニルフ
ェノール）であることを特徴とする請求項１記載の電子機器を製造するプロセス。
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